
































专利名称(译) 用于形成有机层图案的掩模，有机层图案的形成方法，以及使用该掩模的有机发光二极管显示器的制造方
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摘要(译)

1.一种用于形成有机层图案的掩模，所述掩模包括光掩模，所述光掩模
具有第一基板和在所述第一基板上的反射层;和在所述光掩模上的供体基
板，所述供体基板包括第二基板和在所述第二基板上的吸收部，其中所
述光掩模包括被配置为反射入射到所述光掩模的光的反射部和被配置为
集中光并将光传输到施主衬底。
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